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CARACTERIZACAO QUANTO A ESPESSURA DE FILMES DE TIC-CR3C2 DEPOSITADOS PELO
024 PROCESSO DE RF MAGNETRON PLANAR SPUTTERING EM SUBSTRATOS DE GRANDE AREA.
Marcelo D. Pimenta, Telmo R. Strohaecker (Departamento de Metalurgia - UFRGS)

O recobrimento de materiais com camadas de alta dureza e alta resisténcia ao desgaste, como por exemplo TiN, TiC e TiCN tém
sido objeto de pesquisa e desenvolvimento ha varios anos. A atuagdo no campo das ferramentas, como brocas, matrizes, pungdes,
ferramentas de corte, tém incentivado este desenvolvimento. Devido & variacdo de cores obtidas nas camadas depositadas e o
grande aumento na resisténcia ao desgaste e a corrosdo, por exemplo, os recobrimentos vém atuando na &rea da decoragdo. As
técnicas de PVD trazem uma reducgdo de preco e a eliminagdo de problemas ambientais, que sdo comumente relacionados a
processos de eletrodeposicdo. Alguns fatores contribuem para o desenvolvimerbto dos processos de PVD, como a faixa de
temperatura utilizada, a qual para agos encontra-se, normalmente entre 200 e 500 C durante o processo. Este fato é de extrema
importancia no recobrimento de ferramentas de aco rapido. No campo da decora¢do, materiais cogno o latdo, o bronze, ou até
componentes com pecgas de plastico podem ser recobertos em temperaturas ndo superiores a 200 C. H& técnicas que buscam
aumentar a eficiéncia de ionizagdo no sputtering. Utilizou-se o Magnetron Planar. Realizou-se, também, uma revisdo dos
processos de Sputtering. Um estudo da distribuicdo do filme em substratos de grande area de deposicéo provindo de um alvo de
pequenas dimensdes (no presente caso, utilizou-se um alvo de TiC-Cr3Cp) foi realizado no presente trabalho. As caracterizacdes
foram feitas em relag8o a variagdo da espessura dos filmes, do tempo de deposi¢do e das cores obtidas em diferentes posicdes em
relacdo a posicdo do substrato. As deposi¢des e as caracterizagdes foram realizadas no Laboratério de Ciéncia dos Materiais da

Colorado School of Mines - USA. O Laboratério de Metalurgia Fisica da UFRGS vem intensificando os estudos em tratamentos
superficiais e, assim, este estudo € de real importancia para o desenvolvimento do processo.
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